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【手続補正書】
【提出日】平成27年5月11日(2015.5.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ターゲットの少なくとも一部を処理するためのリソグラフィシステムであって、前記タ
ーゲットは、位置マークを備えたターゲット表面を有し、このリソグラフィシステムは、
　パターニングビームを与えるように配置されたビーム源と、
　前記ターゲット表面の少なくとも一部に前記パターニングビームを投影するように配置
された最終投影系と、
　前記ターゲット表面上の前記位置マークの位置を検出するように配置されたマーク位置
検出システムとを具備し、前記マーク位置検出システムは、光ビームを与えるように配置
された光源と、前記ターゲット表面上に前記光ビームを投影するように配置された光学素
子と、反射された光ビームを検出するように配置された光検出器とを有し、前記反射され
た光ビームは、前記ターゲット表面上での前記光ビームの反射によって発生され、
　前記最終投影系を支持するように配置された最終投影系支持体と、前記最終投影系支持
体を支持するように配置されたフレームとを有する支持システムをさらに具備し、
　前記光検出器は、前記フレーム中に位置されているリソグラフィシステム。
【請求項２】
　前記最終投影系は、投影軸を有し、前記光検出器は、前記投影軸から所定の距離に位置
され、前記光学素子は、前記最終投影系と前記光検出器との間に位置されている請求項１
のリソグラフィシステム。
【請求項３】
　前記最終投影系支持体は、前記最終投影系を支持するように配置された支持リングを有
する請求項１又は２のリソグラフィシステム。
【請求項４】
　前記最終投影系支持体は、前記支持リングを保持するためのホルダを有し、
　前記支持リングは、前記ホルダと前記最終投影系との間に配置され、
　前記フレームは、前記ホルダを支持するように配置されている請求項３のシステム。
【請求項５】
　前記最終投影系支持体、特に、前記支持リングは、前記最終投影系と前記ホルダとの少
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なくとも一方の材料と比較して低い熱膨張率を有する材料を含む請求項１ないし４のいず
れか１のリソグラフィシステム。
【請求項６】
　前記支持リングは、複数の撓み部によって前記ホルダに接続されている請求項４又は５
のリソグラフィシステム。
【請求項７】
　前記最終投影系は、複数の撓み部によって、前記最終投影系支持体に、特に、前記支持
リングに接続されている請求項１ないし６のいずれか１のリソグラフィシステム。
【請求項８】
　前記最終投影系は、
　前記ターゲット表面の少なくとも一部に前記パターニングビームを投影するための投影
レンズ素子と、
　前記ターゲット表面の少なくとも一部にわたって前記パターニングビームを走査するた
めの走査偏向素子とを有する請求項１ないし７のいずれか１のリソグラフィシステム。
【請求項９】
　前記投影レンズ素子は、複数の撓み部によって、前記最終投影系支持体に、特に、前記
支持リングに接続されている請求項８のリソグラフィシステム。
【請求項１０】
　前記光学素子が前記ターゲット表面にほぼ垂直に前記光ビームを投影するように配置さ
れているか、前記最終投影系が投影軸を有し、前記投影軸は前記ターゲット表面の前記一
部にほぼ垂直に配置されているかの少なくとも一方である請求項１ないし９のいずれか１
のリソグラフィシステム。
【請求項１１】
　前記光検出器は、カメラを、好ましくはＣＣＤカメラを有する請求項１ないし１０のい
ずれか１のリソグラフィシステム。
【請求項１２】
　前記光学素子は、フォーカスレンズ又は鏡である請求項１ないし１１のいずれか１のリ
ソグラフィシステム。
【請求項１３】
　前記マーク位置検出システムは、前記ターゲット表面に向かって前記光ビームを導き、
かつ、前記光検出器に向かって前記反射された光ビームを導くように配置された光学系を
有し、前記光学系は、前記光学素子を有する請求項１ないし１２のいずれか１のリソグラ
フィシステム。
【請求項１４】
　前記光学素子は、前記最終投影系の隣に、又は隣接して位置されている請求項１ないし
１３のいずれか１のリソグラフィシステム。
【請求項１５】
　前記光学素子は、前記最終投影系支持体中に、又はその上に位置されている請求項１な
いし１４のいずれか１のリソグラフィシステム。
【請求項１６】
　前記光学素子は、前記支持リング中に、又はその上に位置されている請求項１ないし１
５のいずれか１のリソグラフィシステム。
【請求項１７】
　前記光学素子は、前記フレーム中に位置されている請求項３ないし１６のいずれか１の
リソグラフィシステム。
【請求項１８】
　前記フレームは、１つ以上のモジュールを支持するように配置され、前記１つ以上のモ
ジュールは、
　好ましくは前記ビーム源を有する照明光学モジュールと、
　アパーチャアレイ及びコンデンサレンズモジュールと、
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　ビームスイッチングモジュールと、
　好ましくは前記最終投影系を有する投影光学モジュールと、の少なくとも１つを有する
請求項３ないし１７のいずれか１のリソグラフィシステム。
【請求項１９】
　前記マーク位置検出システムは、基準板を有し、前記基準板は、基準マークを有し、か
つ、前記反射された光ビームを少なくとも部分的に透過し、
　前記基準板は、前記反射された光ビームの光路中に位置されている請求項１ないし１８
のいずれか１のリソグラフィシステム。
【請求項２０】
　前記基準板は、前記光学素子と前記ターゲット表面との間に位置されている請求項１９
のリソグラフィシステム。
【請求項２１】
　前記基準板は、前記最終投影系支持体上に、又は前記支持リング上に配置されている請
求項１９又は２０のリソグラフィシステム。
【請求項２２】
　前記基準マークは、サブ構造のアレイを有し、各サブ構造は、これらサブ構造間の領域
の透過率とは異なる透過率を有する請求項１９ないし２１のいずれか１のリソグラフィシ
ステム。
【請求項２３】
　前記サブ構造は、正方形の形状を有する請求項２２のリソグラフィシステム。
【請求項２４】
　前記位置マークは、サブ構造のアレイを有し、前記基準マークは、サブ構造のアレイを
有し、前記基準マークの前記サブ構造の配置は、前記位置マークの前記サブ構造の配置に
相補的である請求項１９ないし２３のいずれか１のリソグラフィシステム。
【請求項２５】
　少なくとも２次元で前記ターゲット表面を移動させるように配置されたアクチュエータ
と、　
　前記ターゲット表面上の位置マークの位置を検出するように配置された他のマーク位置
検出システムとをさらに具備し、
　前記他のマーク位置検出システムは、
　光ビームを与えるように配置された光源と、
　前記ターゲット表面上にほぼ垂直に前記光ビームを投影するように配置された光学素子
と、
　反射された光ビームを検出するように配置された光検出器とを有し、前記反射された光
ビームは、前記ターゲット表面上での前記光ビームの反射によって発生される請求項１な
いし２４のいずれか１のリソグラフィシステム。
【請求項２６】
　前記光学素子は、前記ターゲット表面にほぼ垂直に前記光ビームを投影するように配置
されている請求項１ないし２５のいずれか１のリソグラフィシステム。
【請求項２７】
　前記マーク位置検出システムの前記光学素子は、前記ターゲット表面の移動中に前記タ
ーゲット表面の領域Ａのスポットに前記マーク位置検出システムの前記光ビームを投影す
るように配置され、
　前記他のマーク位置検出システムの前記光学素子は、前記ターゲット表面の移動中に前
記ターゲット表面の領域Ｂのスポットに前記他のマーク位置検出システムの前記光ビーム
を投影するように配置され、
　前記領域Ａ及び前記領域Ｂの重なりが、１０％未満、５％ないし１０％の範囲、５％未
満、又は０％である請求項２５又は２６のリソグラフィシステム。
【請求項２８】
　ディスク形状のウェーハ表面を備えたウェーハをさらに有し、前記ターゲット表面は、
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前記ウェーハ表面を含み、
　前記マーク位置検出システムの前記光学素子の中心点と前記他のマーク位置検出システ
ムの前記光学素子の中心点との間の距離Ｄ３は、前記ウェーハ表面の直径よりも大きい請
求項２５ないし２７のいずれか１のリソグラフィシステム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１８５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１８５】
　上述の説明は、好ましい実施の形態の動作を説明するものであり、本発明の範囲を限定
することを意図したものではない。上の説明から、さまざまな変形例が本発明の意図並び
に範囲に包含されることが当業者にとって自明である。
　出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を以下に付記する。
［１］ターゲットの少なくとも一部を処理するためのリソグラフィシステムであって、前
記ターゲットは、位置マークを備えたターゲット表面を有し、このリソグラフィシステム
は、パターニングビームを与えるように配置されたビーム源と、前記ターゲット表面の少
なくとも一部に前記パターニングビームを投影するように配置された最終投影系と、前記
ターゲット表面上の前記位置マークの位置を検出するように配置されたマーク位置検出シ
ステムとを具備し、前記マーク位置検出システムは、光ビームを与えるように配置された
光源と、前記ターゲット表面上に前記光ビームを投影するように配置された光学素子と、
反射された光ビームを検出するように配置された光検出器とを有し、前記反射された光ビ
ームは、前記ターゲット表面上での前記光ビームの反射によって発生されるリソグラフィ
システム。
［２］前記最終投影系は、投影軸を有し、前記光検出器は、前記投影軸から所定の距離に
位置され、前記光学素子は、前記最終投影系と前記光検出器との間に位置されている［１
］のリソグラフィシステム。
［３］前記最終投影系を支持するように配置された最終投影系支持体を有する支持システ
ムをさらに具備する［１］又は［２］のリソグラフィシステム。
［４］前記支持システムは、さらに、前記最終投影系支持体を支持するように配置された
フレームを有する［３］のリソグラフィシステム。
［５］前記最終投影系支持体は、前記最終投影系を支持するように配置された支持リング
を有する［３］又は［４］のリソグラフィシステム。
［６］前記最終投影系支持体は、前記支持リングを保持するためのホルダを有し、前記支
持リングは、前記ホルダと前記最終投影系との間に配置され、前記フレームは、前記ホル
ダを支持するように配置されている［３］ないし［５］のいずれか１のシステム。
［７］前記最終投影系支持体、特に、前記支持リングは、前記最終投影系と前記ホルダと
の少なくとも一方の材料と比較して低い熱膨張率を有する材料を含む［３］ないし［６］
のいずれか１のリソグラフィシステム。
［８］前記支持リングは、複数の撓み部によって前記ホルダに接続されている［６］又は
［７］のリソグラフィシステム。
［９］前記最終投影系は、複数の撓み部によって、前記最終投影系支持体に、特に、前記
支持リングに接続されている［４］ないし［８］のいずれか１のリソグラフィシステム。
［１０］前記最終投影系は、前記ターゲット表面の少なくとも一部に前記パターニングビ
ームを投影するように配置された投影レンズ素子と、前記ターゲット表面の少なくとも一
部にわたって前記パターニングビームを走査するための走査偏向素子とを有する［１］な
いし［９］のいずれか１のリソグラフィシステム。
［１１］前記投影レンズ素子は、複数の撓み部によって、前記最終投影系支持体に、特に
、前記支持リングに接続されている［１０］のリソグラフィシステム。
［１２］前記光学素子が前記ターゲット表面にほぼ垂直に前記光ビームを投影するように



(5) JP 2014-514779 A5 2015.7.2

配置されているか、前記最終投影系が投影軸を有し、前記投影軸は前記ターゲット表面の
前記一部にほぼ垂直に配置されているかの少なくとも一方である［１］ないし［１１］の
いずれか１のリソグラフィシステム。
［１３］前記光検出器は、前記フレーム中に位置されている［５］ないし［１２］のいず
れか１のリソグラフィシステム。
［１４］前記光検出器は、カメラを、好ましくはＣＣＤカメラを有する［１］ないし［１
３］のいずれか１のリソグラフィシステム。
［１５］前記光学素子は、フォーカスレンズ又は鏡である［１］ないし［１４］のいずれ
か１のリソグラフィシステム。
［１６］前記マーク位置検出システムは、前記ターゲット表面に向かって前記光ビームを
導き、かつ、前記光検出器に向かって前記反射された光ビームを導くように配置された光
学系を有し、前記光学系は、前記光学素子を有する［１］ないし［１５］のいずれか１の
リソグラフィシステム。
［１７］前記光学素子は、前記最終投影系の隣に、又は隣接して位置されている［１］な
いし［１６］のいずれか１のリソグラフィシステム。
［１８］前記光学素子は、前記最終投影系支持体中に、又はその上に位置されている［１
］ないし［１７］のいずれか１のリソグラフィシステム。
［１９］前記光学素子は、前記支持リング中に、又はその上に位置されている［１］ない
し［１８］のいずれか１のリソグラフィシステム。
［２０］前記光学素子は、前記フレーム中に位置されている［５］ないし［１９］のいず
れか１のリソグラフィシステム。
［２１］前記フレームは、１つ以上のモジュールを支持するように配置され、前記１つ以
上のモジュールは、好ましくは前記ビーム源を有する照明光学モジュールと、アパーチャ
アレイ及びコンデンサレンズモジュールと、ビームスイッチングモジュールと、好ましく
は前記最終投影系を有する投影光学モジュールと、の少なくとも１つを有する［５］ない
し［２０］のいずれか１のリソグラフィシステム。
［２２］前記マーク位置検出システムは、基準板を有し、前記基準板は、基準マークを有
し、かつ、前記反射された光ビームを少なくとも部分的に透過し、前記基準板は、前記反
射された光ビームの光路中に位置されている［１］ないし［２１］のいずれか１のリソグ
ラフィシステム。
［２３］前記基準板は、前記光学素子と前記ターゲット表面との間に位置されている［２
２］のリソグラフィシステム。
［２４］前記基準板は、前記最終投影系支持体上に、又は前記支持リング上に配置されて
いる［２２］又は［２３］のリソグラフィシステム。
［２５］前記基準マークは、サブ構造のアレイを有し、各サブ構造は、これらサブ構造間
の前記領域の透過率とは異なる透過率を有する［２２］ないし［２４］のいずれか１のリ
ソグラフィシステム。
［２６］前記サブ構造は、正方形の形状を有する［２５］のリソグラフィシステム。
［２７］前記位置マークは、サブ構造のアレイを有し、前記基準マークは、サブ構造のア
レイを有し、前記基準マークの前記サブ構造の配置は、前記位置マークの前記サブ構造の
配置に相補的である［２２］ないし［２６］のいずれか１のリソグラフィシステム。
［２８］少なくとも２次元で前記ターゲット表面を移動させるように配置されたアクチュ
エータと、前記ターゲット表面上の位置マークの位置を検出するように配置された他のマ
ーク位置検出システムとをさらに具備し、前記他のマーク位置検出システムは、光ビーム
を与えるように配置された光源と、前記ターゲット表面上にほぼ垂直に前記光ビームを投
影するように配置された光学素子と、反射された光ビームを検出するように配置された光
検出器とを有し、前記反射された光ビームは、前記ターゲット表面上での前記光ビームの
反射によって発生される［１］ないし［１８］のいずれか１のリソグラフィシステム。
［２９］前記光学素子は、前記ターゲット表面にほぼ垂直に前記光ビームを投影するよう
に配置されている［１９］のリソグラフィシステム。
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［３０］前記マーク位置検出システムの前記光学素子は、前記ターゲット表面の移動中に
前記ターゲット表面の領域Ａのスポットに前記マーク位置検出システムの前記光ビームを
投影するように配置され、前記他のマーク位置検出システムの前記光学素子は、前記ター
ゲット表面の移動中に前記ターゲット表面の領域Ｂのスポットに前記他のマーク位置検出
システムの前記光ビームを投影するように配置され、前記領域Ａ及び前記領域Ｂの重なり
が、１０％未満、５％ないし１０％の範囲、５％未満、又は０％である［２８］又は［２
９］のリソグラフィシステム。
［３１］ディスク形状のウェーハ表面を備えたウェーハをさらに有し、前記マーク位置検
出システムの前記光学素子の中心点と前記他のマーク位置検出システムの前記光学素子の
中心点との間の距離Ｄ３は、前記ウェーハ表面の直径よりも大きい［２８］ないし［３０
］のいずれか１のリソグラフィシステム。
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